
企業説明会
2006 年 3 月 15 日（水）11：30 ～ 14：00　東京大学駒場 Iキャンパス 1号館　112─122

　就職を控えた学生の皆様とセラミックス関連企業との橋渡しの場として，企業説明会を開催します．
　学生の皆様には，就職活動に先立ち，セラミックス関連企業の事業や業務の内容を人事および技術者の方から直接聞
くことができる貴重な機会となると考えております．また，大学や高専にご関係の皆様には，セラミックス関連企業の
情報収集をしていただき，今後の就職指導にご活用いただければ幸いです．特に，就職担当の教員の皆様方には，セラミッ
クス関連企業と直接コンタクトして頂ける機会としてお役立ていただけるのではないかと考えております．ぜひ，お気
軽にお立ち寄りください．

開催予定日時 ：2006 年 3 月 15 日（水）11：30 から 14：00 まで
場　　　　所 ：東京大学駒場 Iキャンパス　1号館　112─122　
参 加 方 法  ：当日会場にお越しください．事前の登録や参加費用は一切不要です．また，年会に参加されず，

企業説明会のみに参加される会員の方も歓迎いたします．（企業説明会のみに参加される場合，年
会に参加登録する必要はありません．）

＜出展予定企業＞　50音順　
（株）京浜工業所，堺化学工業（株），太陽誘電（株），ＴＤＫ（株），ニッコー（株），
日本電気硝子（株），日本山村硝子（株），三井鉱山マテリアル（株），（株）村田製作所

2006 年年会 国家プロジェクトセッション
3月 15 日（水）　16：00 ～ 17：30　ポスター会場（こまばエミナース 飛鳥の間）

　本セッションは，進行中あるいは最近終了した広義のセラミックスに関する国家プロジェクトの成果発表の場
として企画致しました．情報収集の場としてご活用いただければ幸いです．

講演番号 プロジェクト名
2NP01 揮発性有機化合物対策用高感度検出器の開発
2NP02 急速昇温型遠心焼結技術の研究開発
2NP03 協奏反応場の増幅制御を利用した新材料創製に関する研究
2NP04 高効率高温水素分離膜の開発
2NP05 高次規則配列複合構造体を用いたエネルギー変換デバイスの創製
2NP06 シナジーセラミックス
2NP07 Si 基板上への強誘電体光学単結晶薄膜育成に関する研究
2NP08 セラミックインテグレーション技術による新機能材料創製に関する研究
2NP09 ナノコーティング技術
2NP10 ナノレベル電子セラミックス材料低温成形・集積化技術
2NP11 熱電式水素センサの研究開発
2NP12 無機ナノ結晶・高分子系の自己組織化と生体組織誘導材料の創出
2NP13 ナノブロックインテグレーションによる層状酸化物熱電材料の創製


